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PERFECCIONAMIENTdS EN BASTIDORES PARA LA ELECTROLISIS

DE HC1. :

Hodscidando: GEVERKSCHAFT KERAMCHEMIE, y BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, ambas entidad alemana, residente la 18
en: Siershehn/Ww., y la 28 en: Leverkusen, am-
.bas en Repdblica Federal Alemana.

La presente invencidn se refiere a perfeccionamien=-
%08 en bastidores para la electrélisis de dcido clorhidrico
con una placa de grafito insertada que funciona libre de “en-
sidp en cualquier fase operacional.

La elecurélisis del dcido clorhidrico se efectia



10

15

20

25

30

. electrodo qug .conducen la corriente se pueden cementar en el
bestidor compuesto de un material pléstico aislante. La co-

generalmente en un bloque de células 0 electrolizadores consij
tente en 30 a 45 células individuales que operan con densida-
des de corriente de hasta 5000 A/m°. El elemento bdsico, la
célula propiamente dicha, es un baafidor de un material plds-
tico que contiene canales colectores para los productos gue
fluyen y para ia introduccidn y descarga del anolito y catoli

to. Dentro del bastidor estd insertade la placa de grafito bi -
polar,dotada de ranuras en ambos lados (lado del cdtodo y del,
énodo). Los gases ascienden o 1o largo de electrodos vertica-
les y, en el borde superior de la placa de grafito, se distri
buyen hacig las aberturas de salida a través de un sistema
de canal, guidndose el cloro con el anolito hacia un extremo
¥ el hidrégeno con el catolito hacia el otro extremo. El dia=
fragma se sujeta a 1los lados del bastidor (Chemie Ingenieur
Technik, 39,729 (1967)).

- En estos electrolizadores conocidos las placaé de

nexidén del bastidor del electrolizador a los electrodos,de
esta manera,implica serias desventajas. Frecuentemente se pug
den presentar interrupciones durante la electrdlisis, debido
a que agrietamientos y, por lo tanto, fugas se pueden formar
en el cemento y, en particular; en el bastidor & las diferén—

tes temperaturas que se presentan debido a la diferencia enw
tre los coeficientes de expansidén del material pldstico y deli
raterial del electrodo. i

En una segunde forma de conexién entre el baetidor!
y los elgctrodos, la asi llemada conexién por encaje, el bas=
tidor y el electrodo se unen entre si mediante lengileta y raJ

nure. Si bien, una conexién de este tipo permite el desplazang
. i
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' miento necesario para la placa de grafito en el bastidor, no

se puede hacer hermético al gas con un gasto razonable.

Ya se ha propuesto para evitar los agrietamientos
en el bastidor de pldstico exterior, debido a diferentes ex=-
pansiones térmicas o encogimiento progresive del material
pléstico empleado, el conectar los bastidores de electrdlisis
en forma no rigida con la placa de grafito (electrodo), de ma’
ners que el. bastidor y el electrodo se puedan mover con rela-
cién entre si. Esta conexién no rigide entre el bastidor y
el electrodo, que les permite un movimiento relativo entre
si, se refiere a continuacién como "conexién de encaje desli-
zante", Para una conexidén de enceje deslizante entre el basti
dor y el electrodo es importante que la conexidén sea sustan=-
cialmente hermética al gas bara garantizar la pureza de 1los
gases, el hidrdégeno y el cloro, que ée producen g ambos lados
de la placa de grafito. Ademds, la hermetizacidn no deberd
interferir con el movimiento relativo entre la placa de grafi
$0 y el bastidor, no debe dar lugar a ninguna tensidén que, a
su vez, pudiera formar grietas, y deberd ser quimicamente re-
sistente a los slectrolitos y a los gases de electrdélisis ba-

jo las condiciones de trabajo-normales.

Parg cumplir estos fequerimientoa se ha propuesto
el ueo de bastidores de electgéliaié con una conexiéﬁ por en-
caje deslizante entre la placa de grafito y un bastidor eléc~-
tricamente no conductor, que presente una abertura de sellado
ninime debido a un mecanizado extremadamente exacto de las su
perficies en cuestidn.

También se ha propuesto otra conexién no rigida en-
tre el bastidor de pldstico y la place de grafito con una co-

nexidn por encaje deslizante, en la gque la conexidn por enca-

i
“
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troducir un sello elastdémero entre el bastidor y la placa de

je deslizante se sella mediante la ulterior aplicacidn de ti-
ras de cementacidn al baatidor'de electrdélisis. En este caso,
el intersticio para el sellado se reduce ampliamente, indepen
dientemente de la calidad del mecanizado. Ademds, se puede in

grafito.

Se ha descublierto que en el caso de las conexiones
de encaje deslizante no es posible obtener la hermetizacidn
al gas necesaria s6élo medisnte reduccidn del intersticio de |
sellado.

El esdicional sellado mediante la introduccidn de un
ﬁaterial elastdémero ha fallado,hasta ahora,debido a la redu-
cide resistencia guimica de los materiales disponibles (des-
truceidn, esponjamiento, endurecimiento). Ademds, un sellado
adecuado exige una cierta presidn de oontacto,.lo que, & su
vez, puede dar lugar a defo:macionea ¥y egrietamientos. Ademds)
eata presidn de contacto estd sometida a unos cembios incon=-
trolables debido a las distintes fases operacionales y al com
portamiento arriba descrito del material.sellador.

Por lo tanto, el objeto de la presente invencidn
es un sellado para marcos de electrdélisis con una placa de
grafito insertada, que presente una hermeticidad al gas mejo-
rada y, gl mismo tiempo, garantice libertad de tensiones entrpg

los componentes en todas las fases operacionales.

Por lo tanto, la presente invencidén aporta un per-

feccionamiento en un marco de electrélisis para dcido clorhi-
drico con una placa de grafito insertada, donde el bastidor y?
la placa de grafito estdn conectadas en forma hermética al

" gas mediante un encaje deslizénte, caracterizado porque un eg?

llador de membrana libre de tensién se inserta entre aquellas.
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partes del bastidor,que se mueven con relacidén entre si,y_la
placa de grafito, quedando sujetada al bastidor y a la placa
de grafito.

Dentro del margen de la presente invencién, un se=-
llador de membrans es, por ejemplo, una.tela, un vellén sin
hiler o ung pelficula compuesta de material quimicemenite resis
tente, por ejemplo, cloruro de polivinilo estabilizado por cs
. lor, poliprOpileno o polimeros de alquenos fluorados, por
gjemplo, etiléno y/o propileno, especialmente politetraflior-
. etileno. BEste sellado de membrana se une o cementa preferen~
temente al bastidor de electrélisis y = la placa de grafito,
‘garantizdndose un sellado libre de tensién debido a su elasti
cidad. la membrana se dispone tan suelta, de maneré qQue sBe
pueda lograr el margen de movimiento total enire la placa de
grafito y el bastidor de pldstico sin que se destruyan las
membranas. Las membranas se pueden fijar 2l bastidor de elec=
trélisis o a.la placa de grafito,con especial ventaja,én lo
que se refiefe a montaje y hermeticidad al gas, mediante
unién o cementado en una ranura. En una forma de realizacién-
preferente, ls membrans se cementa en las tiras de eeménta-
cidn dispuestas-en el bastidor de electrélisis ‘segin las ense
flanzas anteriores. Como los séllados utilizables de acuerdo
con la presente invencidn soni,generaimente, dificiles de li=-
gar, se recomienda cemenxarloé‘en posicién, una banda perifé-
rica térmicamente aplicada o éna zona periférica perforada, ‘
por ejemplo, garantizando una resistencia mecdnica en la
unifn cementada. La pelicula se puede prefbrmar también térmi
camente en forma conocida para faciliter su montaje.

Adhesivos o cementos adecuados son, por ejemplo,

resinas de furano y también de resinas de ferol-formeldshido.
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10 = espacio intermedio.

.

La invencidn se describe a continuaeién con refe-~

rencia a los dibujos adjuntos, donde:

Las figuras 1 a 6 son vistas esquemdticas mostrando
localizaciones alternativas para aségurar el sello de membra-
na a la placa y al bastidor, mostrdndose sélo aquellas partes
de la placa y del bastidor en el 4rea del enceje deslizante

entre si.

En las figuras, los nimeros de referencia tienen
los siguientes significados: '

1 = tira de cementacién en el bastidor de électr&lisis;
2

3 = unibén o cementacién entre membrana/bestidor de electréli-

unién o cementacidén enire membrana/place de grafito;

8is;

4 = membrans;

5 = placa de grafito;
6 = bastidores;
7 = miembro bastidor;

8 = unidn o sujecién o cementacidén entre membrana/bastidor de
eléétréliaiS} ) : |

9 = unidn por tornillos entre el bastidor del miembro y el
bastidor de electrdélisis; '

La tira de cementacidn (l) empleada en las Tiguras

1 a 4 se estabiliza durante su fabricacidén mediante un relle-!

no deApoliprOpiieno insertado, gue evita que el cemento fres=—

co se caiga al hueco (10) entre la placa de grafito y el bas-

tidor. '
En los casos donde se emplee un tejido o0 un vellén

[
sin tejer, en lu forma de realizacién mostrada en la figura 1,

i

i

|-

|

una pelfcula separgdora (no mouwtrada) se coloca sobre el se-
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llado de la membrana para evitar que la tela o el vellén se
gdhiera en forma indeseable'con la tira de cementacidn.

La hermeticidad al gas de estas formas-de realiza-~
cidén se puede mejorar mediante la introduccién de un material
sellador adecuado, tal como amianto, telas termopldsticas o
plésticos elastémeros, dentro del espacio vacio entre el bas-

-

tidor y la placa de grafito.

En 1a figura 1,la membrana (4) se une, primeramente)
con la superficie deslizante del bastidor (3) ¥y, después, se-
guido de la introduccidén de la placa de grafito, con la super
ficie deslizante superior (2). Se establece asi una conexidn
hermétipa al gas. kEsta realizacién es especiaimente adecuada
en los casos donde se emplea una membrana de tela, ya que se
utiliza adicionalmente el efecto sellador del material de te-

la situado en el intersticio deslizante.

En la figura 2, la memprana (4) se une,por un lado,
con la superficie deslizante de la placa de grafito (2) ¥
por otra parte, se sujeta ai bastidor y se fija en la tira de
cementagién (1) por cementacién. Esta realizacién es simple,
la superficie deslizante del bastidor se mantiene intocads e
en los casos donde se emplee un tejido o un vellén, se obtie-
ne un efecto sellador adicional en la miama fbrma como en la
realizgcién mostrada en la figura i.

En la figura 3, la membrana (4) se cementa o une
(2),en un lado{en una ranura fue rodea la placa de grafito y,

por otro ladg, se cementa en la tira de cementacidén (1) en el

bastidor de electrélisis, en la misma forma como en la reali-
zacidn ilustrada an la figura 2. Esta realizacidén es, sgimis-i
mo, adecuada para une pelicula no cementable, se facilita el

montaje y las suparficies deslizantes ewtdn Lotnlmente Libros
' i
|
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un sello plano en la misma forma como en la figura‘4, pero se

8-

de uniones. La ranure éarantiza una conexién segura y herméti

ca al gas.-

En la figura 4, la membrana (4) se cementa o une
en ranuras en el bastidor (3) y en la placa de grafito (2).
La ranura del bastidor se puede disponer también en fbrma sen
cille a'como mostrado, segin el disefio del bastidor.

En la figura %, lauembrana (4) se cementa ¢ une,
en un lado, en la ranura en la placa de grafito (2) y, en el
otro lado, se sujeta, cementa o une (8) debajo de un miembro
de bastidor (7). El miembro de bastidor o bien estd atornilla
do en.(9) &/o unido sobre el (no mostrado en el dibujo). Los
tornillos se pueden fabricar de material resistente, por ejem

plo, polipropileno.

En la figura 6,'1a membrana se aplica en forma de

sitla en une posicidén favorable desde el punto de vista de
producir un receso més amplio en el bastidor. E1 empleo de
una pelicula; por ejemplo, politetraflﬁoretileno decapudo

en un lado, que se une con el bastidor y con la placa de gra-
fito, por ejemplo, con resina de furano, tiene-la ventsja de
eliﬁinar la necesidad de una pelicula de seraracién,necesaria
en el caso de una tela o de un velldn, debido & que las tiras
de cemento no se adhieren en la superficie sunerior de lg pe~
l{cula. En forma similer, no se necesita del miembro de basti
d&r de soporte debido a que la pelicula es suficientemente ri

gida pare evitar que se caiga en el eapacio hueco entre la

placa de grafito y el bastidor de electrdlisis. Si es necesa-
rio, se puede introducir un relleno soporte (por ejemplo, un |
relleno de Styroper) en el espacio hueco para fines de monta-
je ¥, a continuacién, se puede dejar alli sin que ésto aporte

i
i
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‘ningin efecto .adverso sobre el movimiento relativo entre el
bastidor y la placa de grafito.

En la vecinidad del bastidor (6), la pelicula se
puede decapar en smbos lados para facilitar la adhesién del
cemento. '

En otra forma de reslizacidén ventajosa (no ilustra-
da), se puede introducir un sellador, por ejemplo, fibras de

amianto, en el espacio intermedio 10 adicionalmente al sella-
dor de la membrana.

NOTA.-

Descrita suficientemente la naturaleza del invento,
a8l como la manera de realizarlo en la préctica, debe hacerse
constar que las disposiciones anteriormente indicadas son sus}
ceptibles de modificaciones ée detalle en cuanto no alteren
su principio fundamental; taﬁbién se hace constar que el in-
veﬁto cbrréspondé a una soli;itud de patenfe presentada ;n .
Alemania, bajo el numero P,2§503 215.9, de fecha de 27 de eng
ro de 1.975, acogiéndose por lo tanto a los beneficios que
conceden los Convenios Internacionales en vigor, siendo lo
que constituye la esencia del referido invento y por lo que
se solicita Patente de Invencidén por 20 afios en Espﬁﬁa, g0=
bre: PERFECCIONAMIENTOS EN BASTIDORES PARA LA ELECTROLISIS DE
HCl; ceracterizdndose por lo siguiente:

l.~ Perfeccionamientos en bastidores pars la elec~
trélisis de HC1l comprendiendo una placa de gfafito ¥y un basti
dor alrededor de dicha placa para obtener un .sellado nerméti-
co al gas, al mismo tiempo que se mantiene un encaje deslizqg
te, caracterizados porque un sellador de membrana libre de
tensidn se sujeta al vastidor y a la placa a través del espa-

cio donde el movimiento deslizante se désarrolla.
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2.- Perfeccionamientos seguin la reivindicacidn 1,
caracterizados pbréue le membrana es un tejido o una pelicu-

la de cloruro de »olivinilo, polipropileno o poliflvorolefinal

. 3.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 1,
caracterizados porque la membrana se sujeta, como minimo, de
los mencionados bastidor o placa mediante cementacién o

uwnidn.

4.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1,

caracterizados porque se dispone un sellador resilente adi~,§

cio varia en tamafio segin se presenta un deslizamiento entre

la placa y el bastidor.

5.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 4,
caracterizados porque dicha membrana se compone de un tejido
o pelicula de cloruro de polivinilo, polipfopileno 0 una po=
lifldorolefina y se sujeta, como minimo, sobre uno de los
mencionados bastidor o placa por cementacidén o unidn.

6.~ Perfeccionasmientos en bastidores para la elec=
trélisis de HC1l, tal y como gueda sustancialmente ‘descrito en

la presente Memoria,e ilustrado en los dibujos adjuntos.

Esta Memorie consta de 10 hojas eseritas a mdquina

Por una sola cara.

Madrid,? v rer sae
“/ miie, ;,:VS
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